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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像形成方法であって、
　(a)親水性支持体上に画像化可能層を有する画像化可能エレメントを画像化し、画像化
可能層内に露光領域および非露光領域を含む画像化されたエレメントを形成するステップ
と、
　(b)画像化されたエレメントを水性アルカリ現像-ガム溶液と接触させ、画像化可能層の
露光領域および非露光領域の一方を除去することにより、画像化されたエレメントの現像
とガム液処理を同時に行うステップとを含み、
　水性アルカリ現像-ガム溶液が、以下の構造：
Ｒ1(ＣＨＯＨ)nＲ

2

［式中、nは4～7であり、
　(i)R1は水素、アリール基、またはCH2OHであり、かつR2は水素、1～4個の炭素原子を有
するアルキル基、CH2OR

3(式中、R3は水素、もしくは1～4個の炭素原子を有するアルキル
基である)、CH2N(R

4R5)(式中、R4およびR5はそれぞれ独立に水素、もしくは1～4個の炭素
原子を有するアルキル基である)、またはCO2Hであるか、あるいは
　(ii)R1およびR2が一緒になって炭素-炭素単結合を形成する］を有する1種または複数の
水溶性ポリヒドロキシ化合物を含み、
　水性アルカリ現像-ガム溶液が10.0～14のpHを有し、
　1種または複数のポリヒドロキシ化合物が水性アルカリ現像-ガム溶液の10重量%～30重
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量%を構成する
方法。
【請求項２】
　 (i)画像化可能層がノボラック樹脂を含み、(ii)基板がアルミニウムまたはアルミニウ
ム合金を含み、(iii)水性アルカリ現像-ガム溶液のpHが12～13.5であり、(iv)露光領域が
除去され、かつ(v)ステップ(b)の後にすすぎステップおよび別のガム液処理ステップのい
ずれも含まない、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　水性アルカリ現像-ガム溶液が12～13.5のpHを有し、そしてケイ酸塩を含まない、請求
項1又は2に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、平版印刷に関する。特に本発明は、アルカリ現像可能な平版印刷版として有
用な、画像様露光された画像化可能エレメントを、水性アルカリ現像-ガム(gumming)溶液
を用いて処理する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　平版印刷では、親水性表面上に、画像領域として知られるインク受容領域が生成される
。この表面を水で湿らせてインクを施すと、親水性領域は水を保持してインクをはじき、
インク受容領域はインクを受容して水をはじく。インクは画像がその上に再現される材料
の表面に転写される。一般に、インクはまず、中間ブランケットに転写され、次に画像が
その上に再現される材料の表面にインクを転写する。
【０００３】
　印刷版前駆体または印刷フォームと呼ばれることもある、平版印刷版として有用な画像
化可能エレメントは、一般に親水性基板の表面上に適用された画像化可能層を有する。こ
の画像化可能層は、適切なバインダ中に分散させることができる1種または複数の放射感
応性成分を含む。あるいは、放射感応性成分をバインダ材料とすることもできる。
【０００４】
　印刷可能領域が画像に応じて分布した印刷版を得るためには、画像化された画像化可能
エレメントの各領域を除去する必要がある。不要の領域を除去するための最も一般的な方
法は、画像化されたエレメントを現像液と接触させることである。放射光への露光後に、
画像化可能層の露光領域を現像液によって除去して、下にある基板の親水性表面を露出さ
せる場合、エレメントはポジ型印刷エレメントである。逆に、非露光領域を除去する場合
、エレメントはネガ型エレメントである。いずれの場合も、現像後に残る画像化可能層(
すなわち画像領域)はインク受容性であり、現像処理によって露出された親水性表面の領
域は水および水溶液、一般には湿し水を受容し、インクをはじく。
【０００５】
　一般に現像後に、画像化されたエレメントを特別に配合されたガム溶液または仕上げ剤
溶液で処理し、非画像領域を不感脂化して印刷時にインクを受容しないようにする。画像
化可能層に金属支持体を用いた場合、仕上げ剤は、保存中または印刷機取り付けのための
待機中にエレメントの非画像領域が酸化するのも防止する。
【０００６】
　アルカリ現像可能なポジ型画像化可能エレメントの多くは、親水性基板、一般には特別
に処理されたアルミニウム・シート上に、ノボラック樹脂などのフェノール樹脂を含む感
光性層を有する。例えばあるタイプのエレメントでは、感光性層はノボラック樹脂、およ
びノボラック樹脂のナフトキノンジアジドスルホン酸エステルなど、放射感応性のo-ジア
ゾキノンまたはジアゾナフトキノン化合物を含む。露光されると、放射感応性のジアゾナ
フトキノンが、対応するカルボン酸に変換される。現像液は、相補的な非露光領域に実質
的な影響を及ぼすことなく、画像化可能層の露光領域または画像領域に浸透し、それを除
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去して、下にある基板の親水性表面を露出させる。
【０００７】
　平版印刷版として有用な画像化可能エレメントを処理するための通常の方法は、画像様
の露光、現像、すすぎ、ガム液処理、および乾燥の各ステップを含む。通常のネガ型版の
場合、例えばDhillonの米国特許第4873174号に記載された「2 in 1処理」を用いることも
できる。この方法は、露光、現像/ガム液処理、乾燥の各ステップからなり、現像/ガム液
処理は1種類の溶液を用いて処理装置の1つの区画で行われる。しかしこの方法は、ノボラ
ック樹脂または同様の樹脂を含むポジ型版に用いることはできない。水溶液中でこうした
樹脂を溶解させるのに、現像液の高いアルカリ度が必要とされるからである。画像領域お
よび非画像領域の両方に残存するアルカリ成分の残渣により、版の印刷および/または保
存中に問題が生じることになる。一般的な現像液と仕上げ剤組成物を混合するだけで、ポ
ジ型版の現像とガム液処理を同時に行う単一の溶液を調製する試みがなされてきた。しか
し、こうした試みには、主に成分の不適合性のためにいくつかの欠点がある。したがって
、ポジ型版の場合、依然として通常の処理が必要である。
【特許文献１】米国特許第4873174号
【特許文献２】米国特許第6143479号
【非特許文献１】「Photoreactive Polymers: the Science and Technology of Resists
」、A.Reiser、Wiley、New York、1989年、178～225頁
【特許文献３】米国特許第5141838号(欧州特許公開第330239号)
【特許文献４】米国特許第5705308号
【特許文献５】米国特許第5705322号
【特許文献６】国際特許公開WO97/39894号
【特許文献７】欧州特許公開第0823327号
【特許文献８】欧州特許公開第0909627号
【特許文献９】国際特許公開WO98/42507号
【特許文献１０】国際特許公開WO99/11458号
【特許文献１１】欧州特許第0908397号
【特許文献１２】米国特許第4973572号
【特許文献１３】米国特許第5244771号
【特許文献１４】米国特許第5401618号
【特許文献１５】米国特許第5372907号
【特許文献１６】米国特許第5466557号
【特許文献１７】米国特許第5919601号
【特許文献１８】米国特許第3779778号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　したがって、個別のすすぎステップおよびガム液処理ステップを必要としない、平版印
刷版として有用な画像化可能エレメント、特にノボラック樹脂または同様の樹脂を含むポ
ジ型エレメントを処理するための方法が求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、画像形成方法である。この方法は、
　(a)親水性支持体上に画像化可能層を有する画像化可能エレメントを画像化し、画像化
可能層内に露光領域および非露光領域を含む画像化されたエレメントを形成するステップ
と、
　(b)画像化されたエレメントを水性アルカリ現像-ガム溶液と接触させ、画像化可能層の
露光領域と非露光領域の一方を除去することにより、画像化されたエレメントの現像とガ
ム液処理を同時に行うステップとを含み、
　水性アルカリ現像-ガム溶液が、以下の構造：
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Ｒ１(ＣＨＯＨ)ｎＲ２

［式中、nは4～7であり、
　(i)R１は水素、アリール基、またはCH２OHであり、かつR２は水素、1～4個の炭素原子
を有するアルキル基、CH２OR３(式中、R３は水素、もしくは1～4個の炭素原子を有するア
ルキル基である)、CH２N(R４R５)(式中、R４およびR５はそれぞれ独立に水素、もしくは1
～4個の炭素原子を有するアルキル基である)、またはCO２Hであるか、あるいは
(ii)R１およびR２が一緒になって炭素-炭素単結合を形成する］
を有する1種または複数の水溶性ポリヒドロキシ化合物を含み、
　水性アルカリ現像-ガム溶液が約10.0～約14のpHを有し、
　1種または複数のポリヒドロキシ化合物が水性アルカリ現像-ガム溶液の約10重量%～約3
0重量%を構成する
方法である。
【００１０】
　この方法は、ステップ(b)の後にすすぎステップおよび別のガム液処理ステップのいず
れも含まないことが好ましい。好ましくは、画像化可能層は(i)少なくとも1種類のフェノ
ール樹脂、またはペンダント型スルホンアミド基を有する少なくとも1種類の高分子化合
物を含み、(ii)親水性支持体がアルミニウムまたはアルミニウム合金を含む。
【００１１】
　他の態様では、本発明は、本発明の方法によって形成される平版印刷版として有用な画
像化されたエレメントである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　水性アルカリ現像-ガム溶液は、以下の構造を有する1種または複数の水溶性のポリヒド
ロキシ化合物：
Ｒ１(ＣＨＯＨ)ｎＲ２

［式中、nは4～7であり、
　(i)R１は水素、アリール基、またはCH２OHであり、かつR２は水素、1～4個の炭素原子
を有するアルキル基、CH２OR３(式中、R３は水素、もしくは1～4個の炭素原子を有するア
ルキル基である)、CH２N(R４R５)(式中、R４およびR５はそれぞれ独立に水素、もしくは1
～4個の炭素原子を有するアルキル基である)、またはCO２Hであるか、あるいは
(ii)R１およびR２が一緒になって炭素-炭素単結合を形成する］
を含む。
【００１３】
　ポリヒドロキシ化合物のある群では、R１は水素またはCH２OHであり、R２は水素である
。これらのポリヒドロキシ化合物の好ましい群では、nは5または6である。この群には、
遊離アルデヒド基またはケトン基を持たず、また還元特性を示さない構造H(CHOH)ｎHを有
する化合物である糖アルコールが含まれる。糖アルコールは自然源から得ることも、還元
糖の水素化によって調製することもできる。好ましい糖アルコールには、マンニトール、
ソルビトール、キシリトール、リビトール、およびアラビトールが含まれる。他の糖アル
コールには、例えばタリトール、ズルシトール、およびアロズルシトールが含まれる。
【００１４】
　ポリヒドロキシ化合物の他の群では、R１およびR２が一緒になって炭素-炭素単結合を
形成する。構造(CHOH)ｎ(式中、nは4～7である)を有する炭素環式化合物が含まれる。こ
れらのポリヒドロキシ化合物の好ましい群では、nは5または6、より好ましくは6である。
1,2,3,4,5,6-ヘキサヒドロキシシクロヘキサンには9種類の可能な立体異性体があり、そ
のうちのいくつかは天然に存在している。好ましいポリヒドロキシ化合物は、メソイノシ
ット(cis-1,2,3,5-trans-4,6-ヘキサヒドロキシシクロヘキサン)である。メソイノシット
は、コーンスティープリカーから単離することができる。
【００１５】
　ポリヒドロキシ化合物の他の群では、R１は水素、アリール基、またはCH２OHであり、R
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２は1～4個の炭素原子を有するアルキル基、CH２OR３(式中、R３は1～4個の炭素原子を有
するアルキル基である)、CH２N(R４R５)(式中、R４およびR５はそれぞれ独立に水素、も
しくは1～4個の炭素原子を有するアルキル基である)、またはCO２Hである。
【００１６】
　ポリヒドロキシ化合物のある好ましい群では、R１は水素またはCH２OHであり、R２はCO

２Hである。より好ましくは、R１は水素であり、nは4または5である。この群には、構造H
(CHOH)ｎCO２H(式中、nは4または5である)を有するポリヒドロキシ化合物が含まれる。概
念的には、これらのポリヒドロキシ化合物は、対応する六炭糖または五炭糖の酸化、すな
わちグルコース、ガラクトース、アロース、マンノースなど六炭糖のアルデヒド基の酸化
、またはアラビノース、リボース、キシロースなど五炭糖のアルデヒド基の酸化によって
生成することができる。例えば、グルコン酸[H(CHOH)５CO２H]は、例えば微生物的酸化に
よるグルコースの酸化によって調製することができる。好ましいポリヒドロキシ化合物に
は、リボン酸、グルコン酸(デキストロン酸)、マンノン酸、およびグロン酸が含まれる。
【００１７】
　当業者には周知であるように、これらのポリヒドロキシ化合物は、環が閉じたラクトン
形で存在することができる。リボン酸は、リボン酸γ-ラクトンとして存在することがで
きる。グルコン酸は、グルコン酸γ-ラクトンとして存在することができる。マンノン酸
は、マンノン酸γ-ラクトンとして存在することができる。グロン酸は、グロン酸γ-ラク
トンとして存在することができる。これらのポリヒドロキシ化合物のラクトン形は、先に
示した定義に含まれる。
【００１８】
　また、当業者には明らかなように、アルカリ溶液中ではカルボキシル基(CO２H)がイオ
ン化してカルボン酸アニオン(COO－)になるため、ポリヒドロキシ化合物は、アニオン[H(
CHOH)ｎCO２

－]として存在することができる。ラクトンは、アルカリ溶液中で対応する環
が開いた酸の塩に変わる。あるいは、化合物を塩、特にナトリウム塩[H(CHOH)ｎCO２

－Na
＋]、またはカリウム塩[H(CHOH)ｎCO２

－K＋]などのアルカリ金属塩として供給すること
もできる。これらのポリヒドロキシ化合物のアニオンおよび塩は、先に示した定義に含ま
れる。
【００１９】
　ポリヒドロキシ化合物の他の群では、R１は水素であり、R２はCH２N(R４R５)(式中、R
４およびR５はそれぞれ独立に水素、もしくは1～4個の炭素原子を有するアルキル基であ
る)。nは4または5であることが好ましく、R４およびR５はそれぞれ独立に水素、もしくは
1～2個の炭素原子を有するアルキル基であることが好ましい。この群の好ましいポリヒド
ロキシ化合物には、グルカミン、N-メチルグルカミン、および1-デソキシ-1-(メチルアミ
ノ)-ガラクチットが含まれる。より好ましいポリヒドロキシ化合物は、N-メチルグルカミ
ンである。
【００２０】
　水性アルカリ現像-ガム溶液は、約10～約14.0、一般に少なくとも約11、好ましくは少
なくとも約12、および好ましくは13.5未満のpHを有する。現像液のアルカリ度は、任意の
通常のアルカリ系、例えばアルカリ金属水酸化物、ケイ酸塩、リン酸塩、ホウ酸塩、アミ
ンなどによって得ることができる。アルカリ金属水酸化物が好ましい。露光され現像され
た画像の上にケイ酸塩の堆積物が形成されるため、ケイ酸塩は好ましくない。したがって
、現像-ガム溶液は、ケイ酸塩を含まないことが好ましい。
【００２１】
　水性アルカリ現像-ガム溶液中に存在するポリヒドロキシ化合物の総量は、水性アルカ
リ現像-ガム溶液の総重量に対して一般に約10重量%～約30重量%、より好ましくは約12重
量%～約20重量%である。すなわち、1種類のポリヒドロキシ化合物のみが存在している場
合、それは、水性アルカリ現像-ガム溶液の総重量に対して一般に約10重量%～約30重量%
、より好ましくは約12重量%～約20重量%である。2種類以上のポリヒドロキシ化合物が存
在する場合、ポリヒドロキシ化合物の総量は、水性アルカリ現像-ガム溶液の総重量に対
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して一般に約10重量%～約30重量%、より好ましくは約12重量%～約20重量%である。
【００２２】
　現像-ガム溶液はさらに、界面活性剤(潤湿剤)、殺生物剤(抗菌剤および/または抗真菌
剤)、ある種のシリコーンなどの消泡剤、緩衝剤、キレート(錯化)剤など現像液の通常の
成分を適量(例えば、組成物の総重量に対して5重量%まで)含むことができる。現像-ガム
溶液を硬水と組み合わせて、かつ/または硬水で希釈して用いる場合、キレート剤が存在
することが好ましい。例えば、エチレンジアミン四酢酸の塩を、緩衝剤としてもキレート
剤としても用いることができる。
【００２３】
　現像-ガム溶液は、完全な水溶液、すなわち有機溶媒を含まない溶液でもよく、あるい
はFiebagの米国特許第6143479号に記載されたような1種または複数の有機溶媒を少量含ん
でいてもよい。下式の構造を有するポリグリコール誘導体：
Ｒ６Ｏ-(ＣＨ２ＣＨＲ７Ｏ)ｙ-Ｒ８

［式中、R６は水素またはC１～C８アルキルであり、R７は水素、メチルまたはエチルであ
り、R８は水素またはCH２COOHであり、yは10～20の整数である］を含めることも可能であ
る。C２～C４アルキレンオキシドのエチレンジアミンとの重縮合生成物を含めることもで
きる。ポリグリコール誘導体の混合物を用いることもできる。好ましいポリグリコール誘
導体は、ポリプロピレングリコールエーテル、ポリエチレングリコールエーテル、ポリブ
チレングリコールエーテル、これらの誘導体、およびこれらの混合物である。
【００２４】
　存在する場合には、ポリグリコール誘導体の総量は一般に、現像-ガム溶液の総重量に
対して溶液の約0.0005重量%～約3重量%である。
【００２５】
　好都合には、現像-ガム溶液は、各成分を水に溶かすことによって調製することができ
る。それは、すぐに使用できる形で提供することもできるし、あるいは使用者が使用前に
水で希釈する濃縮物の形で提供することもできる。
【００２６】
　現像-ガム溶液をそれ自体の補充液として用いることもできるが、特別に配合された補
充液を用いることが好ましい。現像-ガム液処理で消費された塩基を補うため、補充液中
の塩基の濃度は現像-ガム溶液中の塩基の濃度より高くする。そうすると、現像-ガム溶液
の消費と補充液の送り込みの間で平衡に達する。現像-ガム溶液槽全体の電気伝導率の値
とアルカリ度の間には相関関係がある。
【００２７】
　補充液は現像-ガム溶液と同じ成分を含む。唯一の違いは、補充液の電気伝導率が対応
する現像-ガム溶液の電気伝導率より高くなければならないことである(すなわち、現像-
ガム溶液の電導率は対応する補充液の電導率より低い)。これは、例えば補充液中のアル
カリ金属水酸化物の濃度を高めることによって得ることができる。補充液は、一般に約11
.0～約14のpHを有する。
【００２８】
　現像-ガム溶液槽中の電気伝導率の低下により、現像-ガム溶液の効率低下が検出される
とすぐに、現像-ガム溶液の電気伝導率がその元の値に達するまで、現像-ガム溶液に補充
液が加えられる。現像-ガム溶液は、20℃で約40～約80mS/cmの電導率を有することが好ま
しい。補充液の電導率は現像液の電導率より高く、一般に20℃で約60～約120mS/cmである
。
【００２９】
　画像化可能エレメントは、親水性基板上に画像化可能層を有する。
【００３０】
　親水性基板、すなわち少なくとも1つの親水性表面を有する基板は支持体を有しており
、この支持体は、平版印刷版として有用な画像化可能エレメントを作成するために通常用
いられるどんな材料でもよい。支持体は、強く安定で可撓性があることが好ましい。フル
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カラー画像中で各色のレコードの見当が合うように、使用条件下での寸法変化を抑えるべ
きである。一般に支持体は、例えばポリエチレンテレフタレート膜などのポリマー膜、セ
ラミックス、金属、または硬質紙、あるいはこれらの材料のいずれかの積層を含めて、任
意の自己支持型の材料とすることができる。金属支持体には、アルミニウム、亜鉛、チタ
ン、およびこれらの合金が含まれる。
【００３１】
　現像-ガム溶液は、当分野では周知の任意のタイプの基板を含む画像化可能エレメント
と共に用いることができるが、アルミニウムまたはアルミニウム合金の支持体を含むもの
と共に用いるのに特に適している。アルミニウム支持体の表面は、物理的砂目立て、電気
化学的砂目立て、化学的砂目立て、および陽極酸化処理を含めて、当分野で周知の技術を
用いて処理することができる。基板は印刷からの磨耗に耐えるのに十分な厚さのものであ
り、かつ印刷版の周りを包むのに十分な薄さのものであるべきであり、一般に約100～約6
00μmである。
【００３２】
　一般に基板は、アルミニウム支持体と画像化可能層の間に中間層を有する。この中間層
は、例えばケイ酸塩、デキストリン、ヘキサフルオロケイ酸、リン酸塩/フッ化物、ポリ
ビニルホスホン酸(PVPA)、またはポリビニルホスホン酸コポリマーで支持体を処理するこ
とによって形成することができる。
【００３３】
　画像化可能層は、画像化可能組成物を含む。この組成物は、紫外線および/または可視
光線に感応性がある(すなわち光画像化可能な)ものでもよく、かつ/または熱によって画
像化可能なものでもよい。
【００３４】
　ポジ型の光画像化可能組成物はよく知られている。これらは、例えば「Photoreactive 
Polymers: the Science and Technology of Resists」、A.Reiser、Wiley、New York、19
89年、178～225頁の第5章で論じられている。これらの組成物は、水に不溶でアルカリに
可溶なバインダおよび感光性部分を有する材料を含む。感光性部分はバインダと結合して
いてもよく、かつ/または別の化合物中に存在していてもよい。
【００３５】
　バインダは、ノボラック樹脂などのフェノール樹脂を含むことができる。ノボラック樹
脂は市販されており、よく知られている。これらは一般に、酸触媒の存在下で、フェノー
ル、m-クレゾール、o-クレゾール、p-クレゾールなどのフェノールを、ホルムアルデヒド
、パラホルムアルデヒド、アセトアルデヒドなどのアルデヒド、またはアセトンなどのケ
トンと縮合反応させることによって調製される。重量平均分子量は、一般に約1,000～15,
000である。一般的なノボラック樹脂には、例えば、フェノール-ホルムアルデヒド樹脂、
クレゾール-ホルムアルデヒド樹脂、フェノール-クレゾール-ホルムアルデヒド樹脂、p-t
-ブチルフェノール-ホルムアルデヒド樹脂、およびピロガロール-アセトン樹脂が含まれ
る。特に有用なノボラック樹脂は、m-クレゾール、m-クレゾールとp-クレゾールの混合物
、またはフェノールを、通常の条件を用いてホルムアルデヒドと反応させることによって
調製される。
【００３６】
　他のフェノール樹脂には、フェノール性水酸基を有するポリビニル化合物が含まれる。
こうした化合物には、例えばレゾール樹脂、ポリ(p-ヒドロキシスチレン)などのヒドロキ
シスチレン(ビニルフェノール)のポリマー、ヒドロキシスチレンの繰り返し単位を含むコ
ポリマー、ならびにヒドロキシスチレンのアクリレートおよびメタクリレートコポリマー
など、置換されたヒドロキシスチレンの繰り返し単位を含むポリマーおよびコポリマーが
含まれる。
【００３７】
　バインダは、Aoshimaの米国特許第5141838号(欧州特許公開第330239号)に記載されたよ
うな、ペンダント型スルホンアミド基を有する、水に不溶で塩基に可溶な高分子化合物と
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することができる。特に有用な高分子材料は、(1)スルホンアミドのモノマー単位、特にN
-(p-アミノスルホニルフェニル)-メタクリルアミド、N-(m-アミノスルホニルフェニル)メ
タクリルアミド、N-(o-アミノスルホニルフェニル)メタクリルアミド、および/または対
応するアクリルアミド、とりわけN-(p-アミノスルホニルフェニル)メタクリルアミド、(2
)アクリロニトリル、および/またはメタクリロニトリル、ならびに(3)メチルメタクリレ
ートおよび/またはメチルアクリレートを含む。
【００３８】
　感光性部分は、一般にo-ジアゾナフトキノン部分である。o-ジアゾナフトキノン部分を
含む化合物(すなわちキノンジアジド類)、好ましくは少なくとも1500であるが5000未満の
分子量を有するバラスト部分(ballasting moiety)に結合したo-ジアゾナフトキノン部分
を含む化合物が好ましい。一般にこれらの化合物は、4位または5位にハロゲンスルホニル
基、一般にはスルホニルクロリド基を有する1,2-ナフトキノンジアジドを、モノ-または
ポリ-ヒドロキシベンゾフェノンなどモノ-またはポリ-ヒドロキシフェニル化合物と反応
させることによって調製される。
【００３９】
　フェノール樹脂は、o-ジアゾナフトキノン部分を用いて誘導体化することができる。高
分子のジアゾナフトキノン化合物には、ジアゾナフトキノン部分を含む反応性誘導体と、
水酸基やアミノ基など適切な反応基を含む高分子材料との反応によって形成された誘導体
化された樹脂が含まれる。これらの誘導体化された樹脂を形成するのに適した高分子材料
には、ノボラック樹脂、レゾール樹脂、ポリビニルフェノール、ヒドロキシスチレンなど
水酸基含有モノマーのアクリレートおよびメタクリレートコポリマーが含まれる。代表的
な反応性誘導体には、スルホン酸およびカルボン酸、エステル、またはジアゾナフトキノ
ン部分のアミド誘導体が含まれる。ジアゾナフトキノン部分を含む化合物を用いたフェノ
ール樹脂の誘導体化は当分野ではよく知られており、例えばWestの米国特許第5705308号
、および第5705322号に記載されている。
【００４０】
　1種または複数のフェノール樹脂、および/またはペンダント型スルホンアミド基を有す
る1種または複数の高分子化合物を含む混合物を、ポジ型感光性組成物中のバインダとし
て用いることもできる。
【００４１】
　ポジ型の熱画像化可能層は、バインダ、溶解抑制剤、および任意選択で光熱変換材料を
含む。こうした系は、例えばParsonsの国際特許公開WO97/39894号、Nagasakaの欧州特許
公開第0823327号、Miyakeの欧州特許公開第0909627号、Westの国際特許公開WO98/42507号
、Nguyenの国際特許公開WO99/11458号に記載されている。上述のようにバインダは、一般
にノボラック樹脂などのフェノール樹脂である。溶解抑制剤は、熱画像化可能エレメント
を画像化するのに一般に用いられる放射光である約600nm～約800nmの放射光、および約80
0nm～約1200nmの放射光に対して感応性がない、すなわち光反応性ではないと考えられて
いる。
【００４２】
　溶解抑制剤は、先に論じたようなo-ジアゾナフトキノン部分を含む化合物であってもよ
い。o-ジアゾナフトキノン部を含む誘導体化された樹脂は、バインダとしても溶解抑制剤
としても働くことができる。これらは単独で用いてもよいし、また他のバインダおよび/
または溶解抑制剤と組み合わせてもよい。溶解抑制剤として有用な他の化合物には、正に
帯電した(すなわち四級化された)窒素原子を含む化合物、例えば、テトラアルキルアンモ
ニウム化合物、キノリニウム化合物、ベンゾチアゾリウム化合物、ピリジニウム化合物、
およびイミダゾリウム化合物が含まれる。溶解抑制剤の好ましい群には染料でもあるもの
、特にエチルバイオレットやクリスタルバイオレットなどのトリアリールメタン染料が含
まれる。これらの化合物は、現像された画像化可能エレメント中の画像領域を非画像領域
と区別する、コントラスト染料(contrast dye)や着色染料として働くこともできる。
【００４３】
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　あるいは、またはさらに、バインダ自体が、高分子材料中に存在する水酸基との水素結
合のための受容部位として働き、したがって溶解抑制剤として働く極性基を含んでいても
よい。周知の方法を用いて、バインダの一部の水酸基を誘導体化して極性基、例えば安息
香酸エステルなどのカルボン酸エステル、リン酸エステル、フェニルエーテルなどのエー
テル、メチルスルホネート、フェニルスルホネート、p-トルエンスルホネート(トシレー
ト)、p-ブロモフェニルスルホネート(ブロシレート)などのスルホン酸エステルを導入す
ることができる。
【００４４】
　バインダの水酸基を誘導体化すると、その分子量が増加し水酸基の数が減少して、一般
に現像液中でのその溶解度および溶解速度が低下する。誘導体化のレベルは、バインダが
溶解抑制剤としても働くのに十分なほど高いことが重要であるが、熱画像化の後にバイン
ダが現像液に溶けないほど高いレベルであってはならない。必要とされる誘導体化の程度
は、バインダの性質およびバインダに導入された極性基を含む部分の性質に依存するが、
一般に約0.5モル%～約5モル%、好ましくは約1モル%～約3モル%の水酸基が誘導体化される
。これらの誘導体化されたバインダは、単独でも、他の高分子材料および/または溶解抑
制剤と組み合わせても用いることができる。
【００４５】
　極性基を含み溶解抑制剤として作用するバインダの好ましい一群は、フェノールの水酸
基の一部がスルホン酸エステル、好ましくはフェニルスルホネートまたはp-トルエンスル
ホネートに変換された、誘導体化されたフェノールの高分子材料である。高分子材料を第
三級アミンなど塩基の存在下で、例えばp-トルエンスルホニルクロリドなどのスルホニル
クロリドと反応させることによって誘導体化を行うことができる。好ましい誘導体化され
たバインダは、約1モル%～3モル%、好ましくは約1.5モル%～約2.5モル%の水酸基がフェニ
ルスルホネート基またはp-トルエンスルホネート(トシル)基に変換された、誘導化された
ノボラック樹脂である。
【００４６】
　光熱変換材料が存在する場合、それはフェノール材料に結合した赤外線吸収剤または染
料(すなわち、赤外線吸収剤または赤外線吸収染料を用いて誘導体化されたフェノール材
料)を含むことができる。適切な赤外線吸収剤または染料が選択された場合、誘導体化さ
れた高分子材料はバインダ、溶解抑制剤、および/または光熱変換材料として働くことが
できる。
【００４７】
　画像化可能層は、画像化された、かつ/または処理されたエレメントの目視検査の一助
として染料を含むこともできる。処理前および処理中に露光領域を非露光領域と区別する
ために、プリントアウト染料(printout dye)が加えられる。処理されたエレメント中の非
画像領域を画像領域と区別するために、コントラスト染料または着色染料が加えられる。
【００４８】
　画像化可能エレメントを赤外線または近赤外線を用いて画像化する場合、画像化可能層
は画像化する放射光、好ましくは約800nm～約1200nmの範囲の放射光を吸収し、通常、こ
の放射光が熱画像化可能エレメントを画像化するのに用いられる。放射光を吸収してそれ
を熱に変換する光熱変換材料と呼ばれる吸収剤は、一般に画像化可能層中に存在する。光
熱変換材料は、紫外線、可視光線、および/または赤外線を吸収し、それを熱に変換する
ことができる。バインダはそれ自体が吸収部分を含んでいてもよい、すなわち光熱変換材
料であってもよいが、一般に光熱変換材料は別の化合物である。
【００４９】
　光熱変換材料は、スクアリリウム、シアニン、メロシアニン、インドリジン、ピリリウ
ム、または金属ジオチオレン類の染料または顔料など、染料または顔料のどちらでもよい
。吸収顔料の例には、Projet900、Projet860、およびProjet830(すべてZeneca Corp.より
入手可能)がある。カーボンブラック顔料を用いることもできる。これらは吸収帯が広い
ため、カーボンブラックベースの版を、広範囲のピーク放射波長を有する複数の赤外画像
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化装置と共に用いることができる。
【００５０】
　染料、特に水性アルカリ現像液に可溶な染料は、不溶性材料による現像液のスラッジ発
生を防止するのに好ましい。染料は、例えばインドアニリン染料、オキソノール染料、ポ
ルフィリン誘導体、アントラキノン染料、メロスチリル染料、ピリリウム化合物、または
スクアリリウム誘導体とすることができる。吸収染料は、例えばNagasakaの欧州特許第08
23327号、Van Dammeの欧州特許公開第0908397号、DeBoerの米国特許第4973572号、Jandru
eの米国特許第5244771号、Chapmanの米国特許第5401618号など、当分野では多数の発表お
よび特許出願で開示されている。
【００５１】
　画像化可能層中の光熱変換材料の量は一般に、画像化する波長において少なくとも0.05
の光学濃度、好ましくは約0.5～約2の光学濃度を提供するのに十分なものである。
【００５２】
　本発明の他の実施形態では、ネガ型のアルカリ現像可能な印刷版、一般にノボラック樹
脂および/または他のフェノール樹脂を含む印刷版を、適切な光源を用いて画像様に露光
し、露光された領域を加熱して硬化させる。これらの材料は、例えばHaleyの米国特許第5
372907号、Haleyの米国特許第5466557号、Nguyenの米国特許第5919601号に記載されてい
る。
【００５３】
　Haleyの米国特許第5372907号は、紫外線にも赤外線にも感応性がある放射感応性組成物
を開示している。この組成物は、(1)レゾール樹脂、(2)ノボラック樹脂、(3)潜在的なブ
レンステッド酸、および(4)赤外線吸収剤を含む。画像化する放射光および熱に対して画
像様に露光するステップにより、アルカリ現像液中での組成物の溶解度は、露光領域で減
少し、非露光領域で増加する。
【００５４】
　Nguyenは、赤外線および紫外線/可視光線によって画像化可能な放射感応性組成物を開
示している。これらの組成物は、熱活性化される酸発生剤;架橋樹脂;水酸基、カルボン酸
、スルホンアミド、およびアルコキシメチルアミドから選択された反応性のペンダント基
を有するポリマーを含むバインダ樹脂;赤外線吸収剤;ならびに任意選択で紫外線/可視光
線増感用の紫外線/可視光線で活性化される酸発生剤を含む。熱活性化される酸発生剤は
、一般に潜在的なブレンステッド酸である。
【００５５】
　両発明に記載された潜在的なブレンステッド酸は、熱的または光化学的に引き起こされ
た分解によってブレンステッド酸を形成する前駆体である。潜在的なブレンステッド酸に
は、例えば、オニウムカチオンがヨードニウム、スルホニウム、ジアゾニウム、ホスホニ
ウム、オキシスルホキソニウム、オキシスルホニウム、スルホキソニウム、セレノニウム
、アルソニウム、またはアンモニウムであり、アニオンがテトラフルオロボレート、ヘキ
サフルオロホスフェート、ヘキサフルオロアンチモネート、トリフレート、テトラキス(
ペンタフルオロフェニル)ボレート、ペンタフルオロエチルスルホネート、p-メチル-ベン
ジルスルホネート、エチルスルホネート、トリフルオロメチルアセテート、およびペンタ
フルオロエチルアセテートから選択された非求核性アニオンであるオニウム塩が含まれる
。非イオン性の潜在的なブレンステッド酸には、例えばSmithの米国特許第3779778号に記
載された、ハロアルキルで置換されたs-トリアジンが含まれる。
【００５６】
　画像化は周知の方法で行うことができる。エレメントが「ポジ型」の場合、露光領域が
除去されて、下にある基板の親水性表面が露出する。エレメントが「ネガ型」の場合、非
露光領域が除去されて、下にある基板の親水性表面が露出する。
【００５７】
　エレメントが光画像化可能エレメントである場合、光画像化可能組成物中に存在する光
反応性成分によって吸収される放射光源からの化学線放射に露光させることができる。通
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常の露光源には、例えばカーボンアークランプ、水銀ランプ、キセノンランプ、タングス
テンランプ、メタルハライドランプ、および適切な波長で放射するレーザーが含まれる。
5位で置換されたジアゾナフトキノン化合物は、一般に345nmおよび400nmで吸収する。4位
で置換されたジアゾナフトキノン化合物は、一般に310nmおよび380nmで吸収する。画像様
の露光は、一般にフォトマスクを通して行われるが、適切な波長で放射するレーザーを用
いた直接的なデジタル露光も可能である。
【００５８】
　エレメントが熱画像化可能エレメントである場合、エレメントによって吸収される波長
領域内で変調された近赤外線または赤外線を放射するレーザー、または一連のレーザーを
用いて、エレメントを画像化、あるいは露光することができる。熱画像化可能エレメント
を画像化するには、赤外線、特に約800nm～約1200nmの範囲の赤外線が一般に用いられる
。画像化は、約830nmまたは約1056nmで放射するレーザーを用いて行うと好都合である。
適切な市販の画像化装置には、Creo Trendsetter(CREO、ブリティッシュコロンビア、カ
ナダ)、およびGerber Crescent 42T(Gerber)などのイメージセッターが含まれる。
【００５９】
　あるいは、熱画像化可能エレメントを、サーマル印刷ヘッドを有する通常の装置を用い
て画像化、または露光することもできる。画像化可能エレメントと共に用いるのに適した
画像化装置は、少なくとも1つのサーマルヘッドを含むが、通常、感熱ファックス機およ
び高級プリンタに用いられるTDK Molde No.LV5416などのサーマルヘッドの配列を含んで
いる。サーマルヘッドを用いて露光または画像化を行う場合には、エレメントが赤外線を
吸収する必要はない。しかし、赤外線を吸収するエレメントは、サーマルヘッドを用いて
露光することができる。
【００６０】
　画像化により、画像化可能層内に露光(画像化)領域と非露光(非画像化)領域の潜像を含
む画像化されたエレメントが作製される。画像化されたエレメントを現像して現像済みの
エレメントが形成されると、露光領域または非露光領域のどちらかを除去して、下にある
基板の親水性表面を露出させることにより、潜像が画像に変換される。
【００６１】
　通常は、現像済みのエレメントをすすぎ、乾燥して、次いでアラビアゴムなどのゴムで
処理する。本発明は、画像化されたエレメントの現像とガム液処理を同時に行うための方
法を提供する。画像化されたエレメントを、水性アルカリ現像-ガム溶液に接触させる。
画像化可能層の露光領域または非露光領域のどちらかを除去する現像-ガム溶液にエレメ
ントを接触させた後、エレメントのみを乾燥させなければならない。すすぎは不要である
。好都合には、赤外放射によって乾燥させることができる。別のガム液処理ステップは不
要である。
【００６２】
　一般には、水性アルカリ現像-ガム溶液を含むアプリケータで画像化可能層を擦る、ま
たは拭くことにより、画像化されたエレメントをこの溶液に接触させる。あるいは、画像
化されたエレメントに水性アルカリ現像-ガム溶液をブラシで塗ってもよく、あるいは非
画像領域を除去するのに十分な力で画像化可能層にスプレーすることにより、溶液をエレ
メントに塗布してもよい。いずれの場合にも、現像されガム液処理されたエレメントが作
成される。好ましくは、この処理は、1つだけの現像-ガム溶液槽、および乾燥区画を有す
るTDP60(Kodak Polychrome Graphics)など市販の処理装置内で行うことができる。さらに
、処理装置内に電導率測定装置を組み込むこともできる。
【００６３】
　液浸タイプの現像槽、水ですすぐための区画、ガム液処理区画、および乾燥区画を備え
た通常の処理装置を用いることができるが、本発明の現像-ガム溶液を用いると、すすぎ
ステップおよびガム液処理ステップが不要になる。さらに、処理装置内に電導率測定装置
を組み込むこともできる。
【００６４】
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　画像化されたエレメントの処理は、一般に約18℃～約28℃の温度で、約5秒～約60秒間
行われる。
【００６５】
　ある数の画像化されたエレメントを処理した後、電導率の値が所定のレベルより低くな
る。その場合、現像-ガム液処理区画に補充液を追加する。通常、現像-ガム溶液の体積と
その電導率の値の両方を一定に保つには、処理済みの画像化されたエレメント1m２につき
約30mL～約100mL、一般に約50～80mLの補充液が必要である。処理済みのエレメント、一
般に平版印刷部材または印刷版は、画像化可能層が除去されて下にある親水性基板の表面
が露出した領域、および画像化可能層が除去されていない相補的な領域を含む。画像化可
能層が除去されていない領域は、インク受容性がある。一般的な室温および室湿、すなわ
ち一般的な周囲条件で数日間保存された処理済みの版の画像領域でも非画像領域でも、印
刷についての問題は認められていない。処理済みのエレメント(すなわち印刷版)からゴム
を迅速に除去して、印刷開始時に、または印刷中断後の再開のために製造の遅れを引き起
こさないようにする。
【００６６】
　現像-ガム液処理ステップ後にすすぎおよび別のガム液処理のいずれも行うことなく、
非画像領域が良好に親水化され、かつ画像領域が良好に親油化された平版印刷版を作成す
るために、本発明の方法を用いることができる。これは、版を処理するために必要な水の
量、ならびに現像処理で発生する廃水の量を大幅に削減する。さらに、版を処理するのに
必要な印刷空間用化学物質は1種類だけである。さらに、処理装置はすすぎ区画およびガ
ム液処理区画を必要としないため、かなり小型化された処理装置を用いることができる。
【００６７】
　本発明の有利な特性は、以下の例を参照することによって理解することができる。これ
らの例は、本発明を例示するものであるが、限定するものではない。本明細書、実施例、
および特許請求の範囲では、百分率はすべて、別段の指示がない限り現像液の重量に対す
る重量による割合である。
【実施例】
【００６８】
　用語集
メソイノシット　　　　　　　　　　cis-1,2,3,5-trans-4,6-ヘキサヒドロキシシクロヘ
　　　　　　　　　　　　　　　　　キサン(Aldrich、ミルウォーキー、ウィスコンシン
　　　　　　　　　　　　　　　　　州、米国)
REWORYL(登録商標) NXS 40　　　　　ナトリウムキシレンスルホネート(Rewo、シュタイ
　　　　　　　　　　　　　　　　　ナウ、ドイツ)
REWOTERIC(登録商標) AM-V　　　　　ナトリウムカプリロアンホアセテート潤湿剤
　　　　　　　　　　　　　　　　　(Witco、パースアンボイ、ニュージャージー州、
　　　　　　　　　　　　　　　　　米国)
Sorbidex 240　　　　　　　　　　　ソルビトール(75重量%水溶液) (Cerestar、サス　
　　　　　　　　　　　　　　　　　ファンヘント、オランダ)
SYNPERONIC(登録商標) T 304　　　　ポロキサミン304;エチレンジアミンのポリオキシエ
　　　　　　　　　　　　　　　　　チレン、ポリオキシプロピレン液体ブロックコポリ
　　　　　　　　　　　　　　　　　マー(I.C.I. Am.、ウィルミントン、デラウェア　
　　　　　　　　　　　　　　　　　州、米国)
TRILON(登録商標) B キレート剤　　 エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム(BASF、ルー
　　　　　　　　　　　　　　　　　トビヒスハーフェン、ドイツ)
【００６９】
　現像液および補充液の調製
　以下の現像液および補充液を、各成分を一緒に撹拌することによって調製した。
　現像-ガム溶液1:水　71.3kg、Sorbidex 240　20.0kg、REWORYL(登録商標)NXS 40　2.30
kg、水酸化カリウム(45重量%水溶液)　6.50kg、およびSYNPERONIC(登録商標)304 T　0.17
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kg。
　現像-ガム溶液2:水　84.6kg、メソイノシット　14.0kg、水酸化ナトリウム　2.1kg、お
よびSYNPERONIC(登録商標)304 T　0.24kg。
　補充液1:水　67.6kg、Sorbidex 240　20.0kg、REWORYL(登録商標) NXS 40　2.30kg、水
酸化カリウム(45重量%水溶液)　9.90kg、およびSYNPERONIC(登録商標)304 T　0.17kg。
　補充液2:水　83.3kg、メソイノシット　14.0kg、水酸化ナトリウム　3.4kg、およびSYN
PERONIC(登録商標)304 T　0.24kg。
【００７０】
　ポジ型感熱版の処理
　Electra Excel(商標)ポジ型印刷版(Kodak Polychrome Graphics LLC)を515×790mmの大
きさに切断し、Trendsetter 3244(Creo製)赤外露光装置中で、10Wのエネルギーおよび180
rpmのドラム回転速度を用いて露光した。評価には、コピーの品質を評価するための様々
なエレメントを含むKodak Professional COLORFLOW(登録商標)Strip(Eastman Kodak)を用
いた。
【００７１】
　1つだけの液浸タイプの槽、および乾燥区画を備えたTDP 60(Kodak Polychrome Graphic
s LLC)処理装置を用いて、露光済みの版を現像した。処理装置を6Lの現像-ガム溶液1で満
たした。補充液1用の容器を別に取り付け、その容器からポンプで、露光済みの版1平方メ
ートルについて所定量の補充液を現像-ガム液処理槽に加えた。1日あたり15の版を8日間(
加えて週末の中断1回)にわたって処理した。試験の終わりには、処理装置中の現像-ガム
溶液は、Electra Excel(商標)版からのコーティング成分を約3重量%含むようになる。
【００７２】
　以下の処理装置の他のパラメータは、全ての試験で一定に保った:現像-ガム液処理槽の
温度:(23±1)℃、および現像液中での滞留時間:45秒。現像-ガム溶液の活性はその電導率
によって測定し、別に取り付けたSipan 3(Siemens)電導率測定装置によってモニターした
。
【００７３】
　露光され処理された版を、室温および室湿で4日間保存し、枚葉給紙式のオフセット印
刷機Roland Favorit(MAN)内に取り付け、校正刷りを行った。Offset S8900 Cora黒インク
(Sun Chemical/Hartmann)、ならびに86体積%の淡水、4体積%のCombifix(Hostmann/Steinb
erg)、および10体積%のイソプロピルアルコールを含む湿し水を用いて印刷を行った(湿し
水のpHは5.3であった)。2000回コピーした後に印刷を中断して、30分後に再開した(再開
試験)。さらに1000回コピーした後、湿し水なしで版にたっぷりとインクをつけた。次い
で通常の印刷条件を組み込み、汚れのないコピーに必要なコピー数を数えた(ロールアッ
プ試験)。作成されたコピーを評価するために、以下の基準について検討した:1および2ピ
クセルエレメントの再現性、固体領域の光学密度(固体OD)、95%および50%チェッカーボー
ドのドット(Gretag/Macbeth製の装置D19C/D196を用いて測定、ユールニールセン係数1.15
)、および印刷校正刷りの間または印刷再開中の挙動(画像領域および非画像領域のインク
受容性の問題)。印刷性能を評価するために、以下の基準を採用した:画像領域のインク受
容性、非画像領域のインク忌避性(調色試験)、汚れのない印刷に必要なコピー数、再開後
の非画像領域のインク忌避性、運転時間、ロールアップ試験のコピー数。
【００７４】
　コピーの結果および現像-ガム溶液の安定性を表1に示す。試験期間中、電導率のデータ
は、版1m２につき45mLの補充液1を加えることにより、現像-ガム溶液の活性を一定に保つ
ことができることを示している。週末の中断(5～8日目)後、適正な電導率の値にするため
に400mLの補充液1を加えた。固体領域の光学密度が変わらないことから分かるように、画
像領域は侵されていない。1および2ピクセルエレメント、95%および50%チェッカーボード
はすべて、試験の最後でも適切に再現された。試験期間中、現像-ガム液処理は、泡の形
成、または処理装置の底部への不溶性材料の沈殿の影響を受けなかった。また、版に好ま
しくない再堆積物も認められなかった。
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【００７５】
　1、5、8、10および12日目に処理された版は、印刷試験時にむらを示さなかった。イン
ク受容性の問題も調色の問題も生じなかった。すべての場合、ロールアップ済みの版は、
印刷開始後5～9回のコピーの間に汚れがなくなる。再開試験では、非画像領域での調色は
認められなかった。2ピクセルエレメント、50%および95%チェッカーボード、ならびに1%
～93%の間のラスタ点は、印刷された紙の上に適切に再現された。全ての表面およびラス
タ点での磨耗のはっきりとした徴候は、80,000回のコピー後に初めて認められた。ロール
アップ試験では、汚れがなくなるまでに46回のコピーが必要であることが分かった。
【００７６】
【表１】

【００７７】
　無負荷(unloaded)の現像-ガム溶液2を用いてElectra Excel(商標)版を処理により、以
下の結果が得られた。
　(1)1および2ピクセルエレメントは適切に再現される。
　(2)50%での光学密度はOD=51、95%ではOD=96であることが測定された。
【００７８】
　印刷試験中にインク受理性または調色の問題は見られなかった。印刷開始時には、版の
ロールは6回のコピー後に汚れがなくなる。
【００７９】
　ポジ型印刷版の処理
　Capricorn Gold(商標)ポジ型印刷版(Kodak Polychrome Graphics LLC)を610×850mmに
切断して、ポジ型コピーの際に、0.15～1.95間隔の密度範囲を有するハロゲン化銀フィル
ムのハーフステップウェッジ(half-step wedge)(Fogra)の下で、MH-Burnerメタルハライ
ドランプ(Sack)からの530mJ/cm２の放射光を用いて露光した。液浸タイプの現像-ガム液
処理槽を1つだけ備えたAnitec D26処理装置(Kodak Polychrome Graphics LLC)を用いて、
露光済みの版を処理した。処理装置を10Lの適切な現像-ガム溶液で満たした。対応する補
充溶液用の容器を別に取り付け、その容器からポンプで、露光済みの版1平方メートルに
つき30mLの補充液を現像-ガム液処理槽に加えた。以下の他の処理パラメータを用いた:処
理槽の温度(23±1)℃、処理槽での滞留時間25秒。
【００８０】
　処理後に得られたコピーを評価するために、以下の基準について検討した:全くカバー
されないグレーウェッジのステップ(以下ではGWと称する)、まだ侵されていないマイクロ
ライン(以下ではMLと称する)、(上述の)印刷試験中の挙動。
【００８１】
　現像-ガム溶液1および2、ならびに対応する補充溶液を用いた試験は、以下の結果を示
した。
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　(1)GWの数は両現像液ともGW=3である。
　(2)MLの数は、現像液/仕上げ剤1ではML=12、仕上げ剤2では12/15である。
　(3)汚れをなくすために印刷開始時に必要なコピーは7回である。
　(4)印刷開始時または再開時に調色はない。
　(5)ロールアップ試験で得られたコピー数は48回であった。
【００８２】
　比較実施例1
　ポリヒドロキシ化合物を含まない市販の現像液Goldstar Plus(商標)(Kodak Polychrome
 Graphics LLC)を用いたことを除き、Electra Excel(商標)ポジ型感熱版の処理を上述の
通りに繰り返した。印刷試験の結果は以下の通りである。
　(1)重大な調色の問題が見られた。汚れのないコピーを得ることはできなかった。
　(2)約800回刷った後、全ての領域と細かいラスタエレメントの両方に激しい磨耗が認め
られた。
【００８３】
　ポジ型感熱版の本発明の処理の印刷結果と比べると、印刷性能が明らかに改善されてい
るのが分かる。
【００８４】
　比較実施例2
　ポリヒドロキシ化合物を含まない市販の現像液4005(Kodak Polychrome Graphics LLC)
を用いたことを除き、Capricorn Gold(商標)ポジ型版の処理を上述の通りに繰り返した。
印刷試験の結果は以下の通りである。
　(1)重大な調色の問題が見られた。汚れのないコピーを得ることはできなかった。
　(2)約1100回刷った後、全ての領域と細かいラスタエレメントの両方に激しい磨耗が認
められた。
ポジ型感熱版の本発明の処理の印刷結果と比べると、印刷性能が明らかに改善されている
のが分かる。
【００８５】
　比較実施例3
　Electra Excel(商標)版を上述のように露光した。液浸タイプの現像槽、水ですすぐた
めの区画、ならびにガム液処理および乾燥区画を備えたMercury 850処理装置(Kodak Poly
chrome Graphics LLC)を用いて、画像様に露光された版を処理した。処理装置を20LのGol
dstar Plus(商標)現像液で満たし、ガム液処理区画をゴム850S(Kodak Polychrome Graphi
cs LLC)で満たした。以下の処理装置のパラメータを用いた:現像槽の温度:23℃、および
現像液での滞留時間:45秒。
【００８６】
　未処理の版の領域と比べて固体領域の光学密度が変わらないことに示されるように、処
理済みの版の画像領域は侵されなかった。1および2ピクセルエレメント、95%および50%チ
ェッカーボードはすべて適切に再現された。
【００８７】
　印刷試験の間、インク受容性の問題も調色の問題も生じなかった。ロールアップ済みの
版は、印刷開始後8回のコピーで汚れがなくなった。再開試験では、非画像領域の調色は
認められなかった。2ピクセルエレメント、50%および95%チェッカーボード、ならびに1%
～93%の間のラスタ点は、印刷された紙の上に適切に再現された。全ての表面およびラス
タ点での磨耗のはっきりとした徴候は、75,000回のコピー後に初めて認められた。ロール
アップ試験では、汚れがなくなるまでに44回のコピーが必要であることが分かった。
【００８８】
　全ての結果は、本発明で処理された版で得られた結果に相当するものである。しかし、
この処理はさらに多くの処理ステップを必要とし、もう1つの印刷空間用化学物質(press 
room chemical)とすすぎ水の両方が必要である。
【００８９】
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　本発明について説明してきたが、特許請求の範囲に示すもの、およびそれらと同等のも
のについて請求する。
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